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Abstract of EP1 596235 



The system includes an optical element (1 ) that is 
not rotation-symmetrically heated by radiation 
from a light source, and cooled by passive heat- 
conducting devices. The passive heat-conducting 
devices consist of bars (21-28) of different 
materials, so that the temperature distribution in 
the optical element is at least partially 
homogenized. 
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(54) Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie mit passiver thermischer 
Kompensation 



(57) Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolitho- 
graphie mit einer Lichtquelle und einem optischen Ele- 
ment (1), das durch Strahlung der Lichtquelle nicht ro- 
tationssymmetrisch beheizt wird. Ferner einer nicht ro- 
tationssymmetrischen Kuhlung (21-28, 211-214, 3) des 



optischen Elements (1), wobei die Kuhlung durch pas- 
sive warmeleitende Einrichtungen (21-28, 211-214, 3) 
bewirktwird, dieausStegen (21-28) aus verschiedenen 
Materialien bestehen, so dass eine zumindest teilweise 
Homogenisierung der Temperaturverteilung im opti- 
schen Element bewirkt wird. 



FIG. 1 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Projektionsbelich- 
tungsanlage der Mikrolithographie nach dem Oberbe- 
griff des Anspnjchs 1 , bei der eine nicht rotationssym- 5 
metrische thermische Beeinfiussung eines optischen 
Elements durch die Lichtquelle erfolgt. 
[0002] Diese Situation hat eine besondere Bedeutung 
bei Wafer-Scannern mit einem schlitzfSrmigen Bildfeld 
- entweder ein schmales Rechteck mit VerhSltnis Breite 10 
zu Lange z.B. von typisch 1 :5 bis zu 1 :9, Oder insbeson- 
dere bei Spiegelsystemen auch kreisbogenformig. 
[0003] Eine aktive Kompensation dadurch verursach- 
ter Abbildungsfehler ist aus EP-A 0 678 768 bekannt 
durch geregeltes oder gesteuertes nicht rotationssym- *5 
metrisches Heizen oder Kuhlen oder andeutungsweise 
auch durch mechanisches Spannen. 
[0004] Schon fruher ist derartiges in der EP-B1 0 532 
236 beschrieben, vorzugsweise als Heizung fur Spie- 
gel. 20 
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die durch 
Lichtabsorption und daraus folgende Erwarmung verur- 
sachte Veranderung der Eigenschaften optischer Ele- 
mente mit mSglichst einfachen Mitteln deutlich zu redu- 
zieren bzw. zu symmetrisieren. 25 
[0006] Geldst wird diese Aufgabe durch eine Projek- 
tionsbelichtungsanlage nach Anspruch 1. 
[0007] Auf aktive, gesteuerte oder geregelte Eingriffe 
an den optischen Elementen wird verzichtet. Durch die 
Vermeidung aktiver Elemente und besonders einer Hei- 30 
zung wird der gesamte Energieeintrag in die Anordnung 
reduziert. 

[0008] Andererseits geht die Erfindung mit der asym- 
metrischen Kuhlung von bewahrten, und besonders bei 
Projektionsbelichtungsanlagen bisher auf die Spitze ge- 35 
triebenen, Bauprinzipien der Fassungen mit hoher Sym- 
metrie ab. Dieses Abgehen erfolgt z.B. in einer opti- 
schen Anordnung mit einer Lichtquelle und einem an ei- 
ner Fassung befestigten optischen Element, wobei die 
Lichtquelle Strahlung emittiert und das optische Ele- <o 
ment damit derart beaufschlagt, dass eine Warmezu- 
fuhr erfolgt, die keine der Form des optischen Elements 
entsprechende Symmetrie aufweist. Dabei ist zwischen 
optischem Element und Fassung eine Verbindungs- 
struktur vorgesehen, die eine nicht der Form des opti- 45 
schen Elements entsprechende Symmetrie aufweist 
und eine zumindest teilweise Homogenisierung der 
Temperaturverteilung im optischen Element bewirkt. 
[0009] Alternativ oder zusatzlich kann auch eine op- 
tische Anordnung mit einer Lichtquelle und einem opti- 50 
schen Element das in einer Fassung befestigt ist ver- 
wendet werden, wobei die Lichtquelle Strahlung emit- 
tiert und das optische Element damit derart beauf- 
schlagt, dass eine Warmezufuhr erfolgt, die keine der 
Form des optischen Elements entsprechende Symme- 55 
trie aufweist. Dabei ist ein ein- oder mehrteiliges war- 
meleitendes Element in Wirkverbindung mit dem opti- 
schen Element und der Fassung angeordnet, so dass 



eine Form des WSrmetransports erfolgt, die eine zumin- 
dest teilweise Kompensation der Asymmetrie der Tem- 
peraturverteilung im optischen Element bewirkt. 
[0010] Bei der letzt genannten Ausfuhrung oder bei 
einer Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithogra- 
phie ist eine KQhlung durch Teile ohne Fassungsfunkti- 
on vorgesehen, so dass die eigentliche Fassung wieder 
symmetrisch bleiben kann. Dabei umfasst die Projekti- 
onsbelichtungsanlage ein optisches Element, das durch 
Strahlung nicht rotationssymmetrisch beheizt wird, und 
wobei mindestens ein Teil in thermischem Kontakt zum 
optischen Element steht und einen Teil des nicht von 
der Strahlung beruhrten Querschnitts des optischen 
Elements abdeckt, urn Temperaturgradienten im opti- 
schen Element zu reduzieren. 
[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind Gegenstand der Unteranspruche 2 bis 11. 
[0012] Naher erlautert wird die Erfindung anhand der 
Zeichnungen. 

Figur 1 zeigt schematisch eine Linse mit schlitzfor- 
miger Ausleuchtung und Laschenverbin- 
dungen der Fassung aus verschiedenen 
Materialien; 

Figur 2 zeigt schematisch eine Linse mit dipolarti- 
ger Ausleuchtung und Verbindungen zur 
Fassung mit unterschiedlichen Querschnit- 
ten; 

Figur 3a zeigt schematisch eine Linse mit schlitzfor- 
miger Ausleuchtung in symmetrischer Fas- 
sung mit einem Kuhlkorper von nicht rotati- 
onssymmetrischer Form; 

Figur 3b zeigt einen Schnitt A-A von Figur 3a; 

Figur 3c zeigt einen Schnitt B-B von Figur 3b; 

Figur 4 zeigt schematisch im Querschnitt eine Vari- 
ante mit Kuhllasche und Warmeleitkabel; 

Figur 5a gleichen zeigt ein FEM-Modell mit symme- 
trisch angeordneten Kuhlkorpern; 

Figur 5b zeigt dazu schematisch einen Querschnitt; 

Figur 6 zeigt ein gleichartiges FEM-Modell wie Fi- 
gur 5a, bei dem die Kuhlkorper nach Lage, 
Grofie und Material variiert sind; 

Figur 7 zeigt eine Variante mit einem Kuhlkorper mit 
temperaturinduzierter Veranderung der 
Kuhlwirkung; 

Figur 8 zeigt im schematischen Schnitt einen Spie- 
gel mit durch Stege aus verschiedenen Ma- 
terialien bewirkter unterschiedlicher Kuh- 
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lung; und 

Figur 9 zeigt schematisch die Obersicht einer Pro- 
jektionsbelichtungsanlage. 

[0013] Die Anordnung der Figur 1 zeigt eine Linsen- 
fassung 2, in der eine Linse 1 durch eine Vielzahl von 
Stegen 21-28 (gezeigt sind acht) weitestgehend span- 
nungsfrei und exakt iagefixiert gehalten ist. Die Stege 
21-28 (Speichen, Laschen) sind mit dem Rand der Linse 

1 verklebt oder durch andere Fugeverfahren verbun- 
den. 

[0014] In einem schlitzformigen Querschnitt 10 wird 
die Linse 1 ausgeleuchtet. Gerade bei Projektionsbe- 
lichtungsanlagen, die im UV- und DUV-Bereich arbei- 
ten, ist das Problem, daft die Linsenwerkstoffe erhebli- 
che Absorption aufweisen und in Folge also im Quer- 
schnitt 10 eine erhebliche Warmezufuhr erfolgt. Die da- 
mit verbundene Temperaturerhohung bewirkt eine An- 
derung des Brechungsindex und durch die WSrmeaus- 
dehnung zusatzlich eine Deformation. Insgesamt ergibt 
sich eine Veranderung der Linsenwirkung mit astigma- 
tischer Wirkung. 

[001 5] Die Kuhlung erfolgt nur zu einem geringen Teil 
uber das Umgebungsgas (bei Projektionsbelichtungs- 
anlagen in der Regel Helium) und durch Warmestrah- 
lung. Primar wird die Warme uber den Linsenkorper 1, 
die Fiigestelle (Klebung) und das Gas in der Umgebung 
der Fugestelle und die Stege 21-28 auf die Fassung 2 
abgefuhrt. 

[0016] Erfindungsgemaft sind nun die Stege 21-28 in 
diesem Beispiel aus verschiedenen Materialien ausge- 
fuhrt, womit sie unterschiedliche Warmeleitfahigkeit 
aufweisen. Beispielsweise sind die dem schlitzformigen 
Querschnitt 10 nachstgelegenen Stege 21, 25 aus Sil- 
ber mit sehr guter Warmeleitfahigkeit, die entferntesten 
23, 27 aus Blei mit geringer Warmeleitfahigkeit und die 
dazwischeniiegenden Stege 22, 24, 26, 28 aus Alumi- 
nium mit mittlerer Warmeleitfahigkeit. Die Temperatur- 
verteilung in der Linse 1 wird also zwischen den Stegen 
21, 23 relativ abgesenkt und zwischen den Stegen 23, 
27 relativ angehoben, wodurch sich eine - zumindest 
teilweise - Homogenisierung und Symmetrisierung der 
Temperaturverteilung und eine reduzierte Storung der 
optischen Eigenschaften der Linse 1 ergibt. 
[0017] In der Praxis sind auch weitere Eigenschaften 
der fur die Stege 21-28 verwendeten Materialien, wie 
ihre Festigkeit, Elastizitat, Warmeausdehnung zu be- 
rucksichtigen. Simulationsrechnungen fur die mechani- 
schen, thermischen und optischen Eigenschaften unter 
Nutzung der Finite Elemente Methode ermoglichen hier 
eine optimierte Auswahl und Ausfiihrung der Anord- 
nung. 

[0018] Eine Alternative, die sich aber auch zur Kom- 
bination mit oben genanntem Beispiel eignet, gibt Figur 

2 wieder. Hier sind Linse 1 und Fassung 2 uber Stege 
211 bis 214 (vier Stuck nur zur klaren Darstellung, in der 
Praxis mehr) mit unterschiedlichem Querschnitt und da- 



durch unterschiedlicher WSrmeleitung verbunden. Un- 
terschiedliche mechanische Eigenschaften sind da- 
durch unterbunden, daft jeder Steg 211 bis 214 gleich- 
artige Federgelenke 221 bis 224 aufweist. Die WSrme- 
leitung Ober die danebenliegenden schmalen Spalte (es 
werden nur minimale Beweglichkeiten derGelenke be- 
notigt) erfolgt hinreichend wirksam durch das Fullgas 
(Helium) oder durch ein parallel geschaltetes flexibles 
Metallkabel (Litze) (vgl. Fig. 6b). 
[0019] Auch hier wird die genaue Kombination mit Un- 
terstutzung von Simulationsrechnungen festgelegt. Die 
Kombination mit der Verwendung unterschiedlicher 
Werkstoffe, wie in Figur 1 dargestellt, eroffnet erweiterte 
AnpassungsmOglichkeiten. 

[0020] Weiter ist in dieser Figur 2 eine "DipoK'-Aus- 
leuchtung der Linse mit zwei auftermittigen Lichtflecken 
101, 102 dargestellt, wie sie im Bereich der Blenden- 
ebene und aquivalenter Ebenen von Projektionsbelich- 
tungssystemen mit symmetrischer schiefer Beleuch- 
tung vorkommt. Auch damit ergeben sich astigmatische 
Fehler durch die Lichtabsorption, die durch die passiv- 
kompensierende Kuhlung vermindert werden konnen. 
[0021] Figur 3a-c zeigt eine Variante der Erfindung mit 
einem zusatzlichen, nur fur die ausgleichende Kuhlung 
vorgesehenen, warmeleitenden Element 3. 
[0022] Linse 1 und Fassung 2 sind dabei beispiels- 
weise mit gleichmaftigen Stegen oder mit selektiv kuh- 
lenden Stegen 21-28 nach Figur 1 oder 2 verbunden. 
Jede andere Fassungstechnik ist gleichermaften.an- 
wendbar. 

[0023] Das wSrmeleitende Element 3 ist mit der Fas- 
sung 2 gut warmeleitend fest verbunden und uberdeckt 
Teile der Linse 1 , welche nicht vom Licht durchdrungen 
werden, also aufterhalb der auch hier als Schlitz darge- 
stellten ausgeleuchteten Flache 10. 
[0024] Diese Uberdeckung erfolgt vorzugsweise be- 
ruhrungsfrei, etwa mit einem Abstand von rund 0,1 mm, 
so dafi unter Vermittlung des Fiillgases eine gute War- 
meubertragung gewShrleistet ist, zugleich aber keine 
Spannungen in die Linse 1 eingetragen werden konnen. 
Bessere Warmeleitung ergibt sich naturlich, wenn der 
Spalt zwischen Linse 1 und warmeleitendem Element 3 
mit Kleber, einem Gel, Flussigkristallenoderahnlichem, 
moglichst wenig Spannung ubertragendem Material, 
ausgefullt wird. 

[0025] Die Warmeleitung und deren lokale Verteilung 
wird durch die Form des wSrmeleitenden Teils 3 einge- 
stellt - Figur 3b zeigt, wie das Teil 3 bis nahe an den 
ausgeleuchteten Bereich 10 in der Richtung A-A der 
Lange des Schlitzes reicht, und Figur 3c zeigt, dali in 
der Querrichtung B-B der Abstand grofi gehalten ist. 
[0026] Mit der in Figur 3a gezeigten Ausfiihrung des 
warmeleitenden Elements 3 mit einer Mehrzahl von Fin- 
gem oder Speichen kann auch deren Breite, Form und 
Verteilung zur Einstellung der Warmeleitung herange- 
zogen werden. Auch bei Ausfiihrung als durchgehende 
Scheibe bzw. Lochblende kann die Dicke des warme- 
leitenden Elements Grtlich verschieden ausgefuhrt wer- 
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den. Auch ist es moglich, die einzelnen Finger analog 
zu den Stegen 21-28 nach Figur 1 aus verschieden wSr- 
meleitenden Materialien zu machen. Naturlich kann das 
warmeleitende Element 3 auch beidseitig an der Linse 
1 angeordnet werden. 5 
[0027] Fig. 4 zeigt in einer Fig. 3b entsprechenden 
Darstellung eine Moglichkeit, wie das Kuhlelement 3 in 
stoff- oder formschlussigen Kontakt zur Linse 1 ge- 
bracht werden kann, ohne daft die mechanischen Ei- 
genschaflen der Fassung 2 und der Verbindungsteile 21 
gestort werden. Das Kuhlelement 3 wird dazu mit einem 
flexiblen warmeleitenden Kabel 30 ausgestattet - z.B. 
einer Kupferlitze - und an eine Warmesenke 20 ange- 
schlossen. 

[0028] Figur 5a zeigt in Aufsicht das Finite-Elemente- 
Modell eines Quadranten einer Linse 1 aus Quarzglas 
(Mittendicke 14,4 mm, oberer Krummungsradius 1600 
mm, unterer Krummungsradius 220 mm - bikonvex -, 
Durchmesser 160 mm). Acht massive Laschen (51, 52, 
53) aus Aluminium sind gleichmaflig verteilt in der aus 
dem Schnitt Figur 5b erkennbaren Weise an der Linse 
1 angeordnet. Sie sind 30 mm breit, uber der Linse 2 
mm dick und radial 6 mm uberdeckend, aufterhalb sind 
sie nochmals radial 8 mm lang in 4 mm Dicke. Am Au- 
fienrand sind sie auf Basistemperatur gehalten, z.B. 
durch flexible warmeleitende Litzen 50. 
[0029] Auf der gezeigten Oberflache der Linse 1 wird 
in dem Bereich 4, der etwa ein Rechteck annShert in der 
gewahlten Elementaufteilung, wird eine Warmeeintra- 
gung durch Lichtabsorption von 1 W/cm 2 angesetzt. Die 
Temperaturerhohung im Mittelpunkt erreicht dann 7,6 
Milligrad. Eingezeichnet sind die Isothermen 0,1 bis 0,9, 
welche den Verlauf der Linien mit dem entsprechenden 
Bruchteil dieserTemperaturerhbhung anzeigen. Bei ho- 
herem Warmeeintrag skaliert die Temperaturerhohung 
in weiten Bereichen linear. 

[0030] Ganz offensichtlich ist bei dieser dem Stand 
der Technik zuzurechnenden Ausfuhrung mit symmetri- 
scher Kuhlanordnung die erreichte Temperaturvertei- 
lung stark unsymmetrisch uber die ganze Linse verteilt. 
[0031] BeidererfindungsgemafienAusfuhrung.diein 
Figur 6 dargestellt ist, sind die auf der Y-Achse liegen- 
den Kuhllaschen entfallen. Die auf der X-Achse iiegen- 
den Kuhllaschen 510 sind in der Breite verdoppelt und 
zusatzlich aus dem besser warmeleitenden Silber ge- 
fertigt. Die Laschen 52 dazwischen bleiben unveran- 
dert, ebenso wie die Warmezufuhr im Bereich 4. 
[0032] Damit wird nun die Temperaturerhohung am 
Mittelpunkt 9,2 Milligrad. Die Isothermen sind bis etwa 
zum 0,7-fachen der maximalen Temperaturerhohung 
und zum halben Linsendurchmesser jetzt gut rotations- 
symmetrisch. 

[0033] Die mechanische Fassung der Linse 1 kann 
entweder durch die Kuhllaschen 510, 52 erfolgen, oder 
es ist eine beliebige Fassungstechnik vorgesehen, die 
vorzugsweise vergleichsweise geringe WSrmeleitung 
aufweist. 

[0034] Figur 7 zeigt eine Variante Shnlich Figur 3a-c, 



bei der die Finger 31 , 32 des warmeleitenden Elements 
aus Bimetall - zwei Lagen Material mit verschiedener 
WSrmeausdehnung - ausgefuhrt sind. Links im Bild ist 
bei der niedrigen Temperatur t 1 der Bimetallstreifen 31 
von der Linse 1 weggebogen, er kann nur wenig WSrme 
aufnehmen. Rechts im Bild bei der hdheren Temperatur 
t 2 ist der Bimetallstreifen 32 gestreckt und liegt in gerin- 
gem Abstand zur Linse 1, so dafi er viel WSrme abfuh- 
ren kann. 

[0035] AuRer bei den in den vorangegangenen Bei- 
spielen gezeigten Linsen kann die Erfindung naturlich 
auch bei prismatischen Teilen, bei Gittern oder Spiegeln 
angewendet werden, eben alien ungleichmafJig warme- 
belasteten optischen Bauteilen. 
[0036] Figur 8 zeigt eine speziell auf einen Spiegel 6 
adaptierte Ausfuhrung. Der Spiegel 6 ist auf einer Hal- 
terung 7 uber auf seiner Ruckseite verteilte Stutzen 71 
bis 77 - einzelne Stege oder Stutzringe - abgestutzt. 
[0037] Ober ihre Verteilung auf der Ruckseite des 
Spiegels 6, ihre Form sowie uber die spezifische War- 
meleitfahigkeit ihres Materials (z.B. in der Mitte 74 aus 
Silber, am Rand 72, 76 aus Blei, sonst (73, 75) Alumi- 
nium und der Aufcenrand 71, 77 aus Zerodur) wird die 
Kuhlwirkung nach Bedarf eingestellt, in Anpassung an 
die ausgeleuchtete Flache 10. 
[0038] Die unterschiedliche Warmeausdehnung der 
Materialien fur die Stutzen 71-77 kann ebenfalls gezielt 
ausgenutzt werden, urn Deformationen.des Spiegels 6 
aufgrund der Erwarmung zu kompensieren, oder aber 
auch gezielt herbeizufuhren. Im letzteren Fall konnen 
dann Storungen anderer optischer Elemente, die in ei- 
nem System mit dem Spiegel 6 zusammenwirken, kom- 
pensiert werden. 

[0039] Figur 9 zeigt das komplette optische System 
einer Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithogra- 
phie im schematisierten Oberblick. Ein DUV-Excimer- 
Laser dient als Lichtquelle 61 . Eine strahlformende Op- 
tik 62 mit Zoom-Axicon-Objektiv 63, wahlweise einer 
Blende 64 (wechselbar, konventionelle, Ringapertur, Di- 
pol-, Quadrupol-Apertur) und einem homogenisieren- 
den Quarzstab 65 leuchtet die REMA-Blende 66 homo- 
gen aus, die durch das folgende REMA-Objektiv 67 als 
scharf berandeter homogener Leuchtfleck, insbesonde- 
re als schmaler Scan-Schlitz, auf die Maske 68 abgebil- 
det wird. 

[0040] Das folgende verkleinernde Projektionsobjek- 
tiv 69 bildet die Maske 68 auf dem Wafer 70 ab. Die 
feldnahen Linsen 671 und 672 des REMA-Objektivs 67 
und 692 des Projektionsobjektivs 69 sind nun bevorzug- 
te optische Elemente, an denen die erfindungsgemafie 
Kuhlung eingesetzt wird. Diese Kuhlung reduziert die 
bei einem Scanner, bei dem Maske 68 und Wafer 70 
synchron gescannt werden, aufgrund des schmalen 
schlitzformigen ausgeleuchteten Feldes entstehenden 
Abbildungsfehler. 

[0041] Die Linse 691 istnachstderAperturblende690 
des Projektionsobjektivs 69 angeordnet. Sie wird durch 
besondere Beleuchtungsarten, z.B. Dipol-Apertur, be- 
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sonders belastet (vgl. Figur 2). Durch die erfindungsge- 
mafce asymmetrische Kuhlung kann jedoch auch diese 
St6rung reduziert werden. 

[0042] Es ist klar, dad die Beschreibung der Figuren 
nur Beispiele fur die in den Anspruchen definierte Erfin- 
dung wiedergibt. Insbesondere sind vielfaltige Kombi- 
nationen der beschriebenen Merkmale erfindungsge- 
mSG moglich und die Kuhlung kann auch verstellbar 
ausgefiihrt werden, umzu justieren, an VerMnderungen. 
anzupassen usw.. 



Patentanspruche 

1. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithogra- 
phie mit einer Lichtquelle und einem optischen Ele- 
ment (1), das durch Strahlung der Lichtquelle nicht 
rotationssymmetrisch beheizt wird, und einer nicht 
rotationssymmetrischen Kuhlung (21-28, 211-214, 
3) des optischen Elements (1), wobei die Kuhlung 
durch passive warmeleitende Einrichtungen 
(21-28, 211-214, 3) bewirkt wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die passive warmeleitenden Ein- 
richtungen (211-214, 3) aus Stegen (21-28) aus ver- 
schiedenen Materialien bestehen, so dass eine zu- 
mindest teilweise Homogenisierung der Tempera- 
turverteilung im optischen Element bewirkt wird. 



insbesondere eine Linse (1) ist. 

8. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithogra- 
phie nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 

5 gekennzeichnet, dass das Bildfeld (10) schlitzfdr- 
mig ist. 

9. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithogra- 
phie nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch 

"> gekennzeichnet, dass das optische Element (671 , 
672, 692) nahe einer Feldebene Oder nahe einer 
Pupillenebene (690) angeordnet ist. 

10. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolitho- 
15 graphie nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass das oderdie in thermischem Kontakt ste- 
henden Teile (3, 31, 32) aus mehreren verschiede- 
nen Materialien bestehen. 

20 11. Projektionsbelichtungsanlage nach Anspruch 
5, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die in 
thermischem Kontakt stehenden Teile (31, 32) zu- 
mindest teilweise verstellbar sind. 
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2. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithogra- 
phie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 30 
dass die Stege (21-28, 211-214) mit unterschiedli- 
chem Querschnitt versehen sind. 



3. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrotithogra- 
phie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, dass die Stege (21-28, 211-214) gleich- 
artige Federgelenke (221-224) aufweisen. 



4. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithogra- 
phie nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 40 
gekennzeichnet, dass die passiven warmeleiten- 
den Einrichtungen (211-214, 3) Finger aus unter- 
schiedlichem Material, unterschiedlicher Breite, 
Form oder Dicke aufweisen. 

45 

5. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithogra- 
phie nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass mindestens ein Teil (3) in 
thermischem Kontakt zum optischen Element (1) 
steht, einen Teil des nicht von der Strahlung beruhr- so 
ten Querschnitts des optischen Elements (1) ab- 
deckt, und Temperaturgradienten im optischen Ele- 
ment (1) reduziert. 



6. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithogra- 55 
phie nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das optische Element (1) 
ein Spiegel (6) oder ein transmittierendes Element, 
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FIG. 5a 
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FIG. 5 b 
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FIG. 7 
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